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(57) Abstract: The invention relates to a light device (1) comprising a printed cir-
cuit board (4) having at least one conductive section (6). A light-emitting diode
(LED) (8) is electrically contacted and fixed on a conductive section (assembly sur-
face 7) by means of a soldered connection. The printed circuit board also comprises
a coating-type insulation layer (10) and/or the conductive section has an edge. The
fixing region of the LED is connected to a discharge space (20) by means of an
outlet (18), so that, during the production process, melted solder (21) can tflow off
in a defined manner. The arrangement and/or embodiment of the outlet is such that
a preferred direction of movement (24) of the LED is developed in order to position
same in a defined manner.

(57) Zusammenfassung: Offenbart ist eine Leuchtvorrichtung (1) mit einer Lei-
terplatte (4). Diese hat einen oder mehrere leitféhige Abschnitte (6). Auf einem leit-
fahigen Abschnitt (Montagefldche 7) ist eine Licht emittierende Diode (LED) (8)
iiber eine Létverbindung elektrisch kontaktiert und befestigt. Des Weiteren weist
die Leiterplatte eine lacktormige Isolationsschicht (10) auf und/oder der leitfihige
Abschnitt hat eine Kante. Der Betestigungsbereich der LED ist iiber eine Auslauf-
offhung (18) mit einem Auslaufraum (20) verbunden, damit bei der Herstellung
geschmolzenes Lot (21) definiert abflieBen kann. Die Anordnung und/ oder Aus-
gestaltung der Auslauftffnung erfolgt hierbei derart, dass eine bevorzugte Bewe-
gungsrichtung (24) der LED ausgebildet wird, um diese definiert zu positionieren.
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LEUCHTVORRICHTUNG, SCHEINWERFER UND VERFAHREN

BESCHREIBUNG

Die Erfindung geht aus von einer Leuchtvorrichtung mit
einer Leiterplatte, auf der mit einer Lotverbindung eine
Strahlungsguelle Dbefestigt und elektrisch kontaktiert
ist. Des Weiteren betrifft die Erfindung einen Scheinwer-
fer und ein Verfahren zum Herstellen einer Leuchtvorrich-

tung.

Fir viele Applikationen ist eine genaue Ausrichtung einer
Lichtquelle beziiglich einer nachgeschalteten, das Licht
weiterverarbeitenden Optik notwendig, insbesondere bezlig-
lich der optischen Hauptachse der Optik, wenn diese als
Projektionsoptik eingesetzt ist. Dadurch kdnnen Effi-
zienzverluste und Artefakte, wie beispielsweise Inhomoge-
nitaten in der Farb- und Intensitatsverteilung reduziert

werden.

Ist ein Modul mit Licht emittierenden Dioden (LEDs) vor-
gesehen, welches mehrere auf einer Leiterplatte oder ei-
nem ,printed circuit board (PCB)"“ angeordnete chipfdrmige
LEDs aufweist, i1ist es {iblicherweise erforderlich, dass
die einzelnen chipfdrmigen LEDs des Moduls mit geringer
Positioniertoleranz jeweils =zueinander und beziglich der

Leiterplatte ausgerichtet sind.

Im Stand der Technik werden zur Positionierung von LEDs
auf einer Leiterplatte iUblicherweise sogenannte ,Pick &
Place Verfahren“ eingesetzt. Hierbei werden die chipfdr-
migen LEDs aufgenommen und mit einer vergleichsweise ho-
hen Genauigkeit, wie beispielsweise einer Toleranz von

maximal 25 pm, auf der Leiterplatte abgesetzt. Eine der-
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artige Positioniergenauigkeit ist fiir wviele Anwendungen
jedoch nicht ausreichend oder wird durch den sich an-

schlieRenden Lotprozess wieder reduziert.

Dariliber hinaus gibt es noch ein weiteres Problem, das die
genaue Positionierung der LEDs auf der Leiterplatte be-
hindert. Als wesentliche Bestandteile weist eine Leiter-
platte ein elektrisch 1leitfdhiges Substrat oder eine
elektrisch 1leitfahige Schicht, wie beispielsweise ein
Kupfersubstrat oder eine Kupferschicht, auf, 1in der
Strombahnen zur Versorgung der LEDs herausgeformt sind.
Des Weiteren kann die Leiterplatte eine Lackschicht ha-
ben, die auf dem leitfdhigen Substrat abgeschieden wird
und als elektrische Isolation dient. Zum Verldten einer
jeweiligen LED kann das Substrat ein Kontaktierungsareal
oder Kupferareal oder Kupferpad aufweisen, das eine &ahn-
liche Grobe wie die entsprechende LED hat. Auf dem Kon-
taktierungsareal kann die LED dann positioniert werden,
wobeil die Positionierungsgrenzen dann durch das Kontak-
tierungsareal realisiert sind. Alternativ kann vorgesehen
sein, dass das Kontaktierungsareal zur Warmespreizung
deutlich grdébBer als die entsprechende LED ist. Eine Ver-
schiebung der LED bei der Montage 1ist hierbei dann durch
die Schichtdffnung der Lackschicht begrenzt. In dem Be-
reich, in dem die LEDs auf der Leiterplatte abgesetzt
werden und mit dem Substrat kontaktiert werden sollen,
darf demnach keine Lackschicht vorhanden sein. Um zu ver-
hindern, dass Kontaktierungsprobleme auftreten, muss die-
se lackfreie Zone mindestens um die GrdRenordnung der
Lacktoleranzen grdBer sein als die GroRe der chipfdrmigen
LED. Beispielsweise erfordert eine chipfdérmige LED mit

einer Querschnittsfldche von 1 mm x 1 mm typischerweise



WO 2018/219622 PCT/EP2018/062234

10

15

20

25

30

_3_
eine lackfreie Zone von mindestens der Grohke 1,05 mm x
1,05 mm. Insbesondere wenn aufgrund der Warmespreizung
unterhalb der LED nicht das Kontaktierungsareal als raum-
lich begrenzendes Element genutzt werden kann, weil deren
Flachenausdehnung die Grdbke der chipfdrmigen LED deutlich
iberschreiten muss, kann lediglich die Lackschicht als
raumliche Begrenzung der beim Loten aufschwimmenden chip-

fOormigen LED eingesetzt werden.

Zur elektrischen Kontaktierung und Fixierung der chipfdr-
migen LEDs auf der Leiterplatte wird {iiblicherweise ein
Lot verwendet. Dies wird soweit erhitzt, dass es schmilzt
und eine Art Lot-Kissen bildet, auf dem die chipfdrmige
LED nach dem Absetzen schwimmt, solange bis das Lot nach
einem entsprechenden Abkiihlungsvorgang wieder erstarrt

ist.

Bisher wurde versucht, die Positioniergenauigkeit der
LEDs auf der Leiterplatte durch mdéglichst kleine Schicht-
6ffnungen der Lackschicht bzw. mdglichst geringe Lotmen-
gen zu erhdhen. Beide Ansatze sind jedoch in ihren Mog-
lichkeiten Dbegrenzt, da die Gefahr einer schlechten
elektrischen und thermischen Verbindung von den LEDs und
der Leiterplatte steigt, indem entweder die chipfdrmige
LED teilweise auf der Lackschicht angeordnet wird oder
die Lotmenge zu gering ist. Bei Anwendungen mit einzelnen
LEDs konnte eine nachtradgliche Justierung des Moduls be-
ziehungsweise der zugehdrigen Optik relativ =zueinander
ein Stick weit Abhilfe schaffen, was allerdings aufwendig
und kostenintensiv ist. AuBerdem ist dies kaum noch mog-
lich bei Anwendungen wie 1im Bereich der Effektbeleuch-
tung, 1in denen Module einige 10 LEDs bis tiber 100 LEDs

aufweisen konnen. Hierbei koénnen dann die Abweichungen
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zwischen den ILEDs nicht mehr nachtraglich kompensiert

werden.

Dem gegeniiber liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde,
eine Leuchtvorrichtung und einen Scheinwerfer zu schaf-
fen, die vorrichtungstechnisch einfach und kostenglinstig
ausgestaltet sind und eine hohe Effizienz und/oder weni-
ger stdOrende Artefakte aufweist. Des Weiteren ist es die
Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zum Herstellen einer
Leuchtvorrichtung zu schaffen, das kostenginstig ist und
zu eilner Leuchtvorrichtung mit einer hohen Effizienz

fihrt.

Die Aufgabe hinsichtlich der Leuchtvorrichtung wird ge-
16st gemdRl den Merkmalen des Anspruchs 1, hinsichtlich
des Scheinwerfers gemdB den Merkmalen des Anspruchs 14
und hinsichtlich des Verfahrens gemd@BR den Merkmalen des

Anspruchs 15.

Besonders vorteilhafte Ausgestaltungen finden sich in den

abhé&ngigen Ansprichen.

Erfindungsgemdl ist eine Leuchtvorrichtung mit einer Lei-
terplatte vorgesehen, die ein elektrisch leitfihiges Sub-
strat aufweist. Auf diesem kann zumindest eine Strah-
lungsquelle Uber eine zwischen der Strahlungsquelle und
dem Substrat vorgesehene Lotverbindung befestigt und ins-
besondere elektrisch kontaktiert sein. Die Strahlungs-
quelle ist hierbei auf einer Montagefldche des Substrats
iber die Lotverbindung befestigt. Die Montageflache kann
hierbei zumindest abschnittsweise von einer auf dem Sub-
strat angeordneten Schicht, insbesondere einer Isolati-
onsschicht, und/oder von einer Kante des Substrats be-

grenzt sein. Vorteilhafterweise ist zumindest ein Aus-
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laufraum oder eine Auslaufzone filir ein flissiges Lot aus-
gebildet. Flissiges Lot tritt bei der Herstellung der
Lotverbindung auf. Der zumindest eine Auslaufraum ist
dann vorzugsweise mit der Montageflache {Uber zumindest
eine Auslaufdffnung verbunden. Vorteilhafterweise ist der
zumindest eine Auslaufraum und/oder ist/sind die zumin-
dest eine Auslaufdffnung derart angeordnet und/oder aus-—
gestaltet, dass bei der Herstellung der Lotverbindung ei-
ne definierte Positionierung der Strahlungsquelle bezig-
lich oder an der Schicht und/oder an der Kante durch das
FlieRen des fllssigen Lots durch die zumindest eine Aus-

laufdoffnung in den zumindest einen Auslaufraum erfolgt.

Diese LOsung hat den Vorteil, dass ein Lotauslaufprozess
bei der Herstellung der Leuchtvorrichtung gezielt zur Er-—
hohung einer Positioniergenauigkeit ausgenutzt wird, in-
dem zumindest eine Lot-Auslaufzone derart ausgestaltet
wird, dass sich eine Vorzugsrichtung fiir den Lot-
Auslaufprozess ergibt und die Strahlungsquelle entspre-
chend in dieser Vorzugsrichtung verschoben und positio-
niert werden kann. Mit dem Auslaufraum kann des Weiteren
Uberschiissiges Lot abflieBen, was der Reduktion der Lot-
dicke zugutekommt und somit den thermischen Widerstand
als auch die Verkippung der Strahlungsquelle reduziert.
Beispielsweise kann beim Auslaufen des Lots in den zumin-
dest einen Auslaufraum sich die Strahlungsguelle in Rich-
tung des Auslaufstromes mitbewegen, wobei dies erfin-
dungsgemal zur Positionierung der Strahlungsquelle ausge-
nutzt wird. Somit fihrt die erfindungsgemdBe Leuchtvor-
richtung vorrichtungstechnisch einfach und kostenglinstig

zu einer erhdéhten Positioniergenauigkeit und damit in ei-
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ner Applikation zu einer verbesserten Effizienz, sowie

einer Reduktion wvon stdrenden Artefakten.

Mit Vorteil kann die Schicht zumindest eine Schichtoff-
nung fiir die zumindest eine Strahlungsquelle aufweisen,
wobei die Strahlungsquelle 1iUber die Schichtdéffnung auf

dem Substrat angeordnet sein kann.

Alternativ oder zusdtzlich zur Schicht kann das Substrat,
wie vorstehend bereits erwdhnt, eine Kante haben, die das
Substrat umfasst. Das Substrat kann dann inselartig oder
halbinselartig auf der Leiterplatte angeordnet sein und
von der Kante vollstandig oder zumindest abschnittsweise
umfasst sein. Beispielsweise ist auch denkbar, dass eine
Mehrzahl von Substraten vorgesehen ist, wobei die insel-
artigen Substrate miteinander, beispielsweise lUber Stege,

verbunden sind und somit eine gemeinsame Kante ausbilden.

Es ist denkbar auch mehrere Strahlungsguellen vorzusehen,
wobeil dann flr eine jeweilige Strahlungsquelle zumindest
eines Teils der Strahlungsquellen oder aller Strahlungs-
quellen eine jeweilige Montagefldche oder Schichtdffnung
vorgesehen sein kann. Sind mehrere Montageflachen oder
Schichtoffnungen vorgesehen, so soll die vorstehend und
nachstehend erlauterte Ausgestaltung fiir eine Jjeweilige
Montagefldche oder Schichtdffnung, also auch hinsichtlich
Auslaufraum und Auslaufoffnung, zumindest eines Teils der
Montagefldchen oder Schichtdffnungen oder aller Montage-
flache oder Schichtdffnungen vorgesehen sein. Die Strah-
lungsquelle 1ist vorzugsweise als lichtimitierende Diode

(LED) ausgestaltet.
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Bei der Schicht, die auf dem Substrat angeordnet ist,
handelt es sich vorzugsweise um eine Isolationsschicht.

Diese ist beispielsweise als Lack aufgebracht.

Mit Vorteil hat die Schicht einen Schichtrand, der die
Schichtoffnung begrenzt und der eine Abstitzflache oder
Anlageflache filir die Strahlungsquelle hat, um diese zu
positionieren. Somit kann die Strahlungsquelle nicht nur
durch die Anordnung und Ausgestaltung des zumindest einen
Auslaufraums und der zumindest einen Auslaufdffnung defi-
niert bewegt werden, sondern sich auch definiert an dem
Schichtrand abstiitzen, um eine genaue Position einzuneh-
men. Die Abstiitzung erfolgt dabei beispielsweise mittel-

bar Uber das Lot oder unmittelbar und direkt.

Ist das Substrat von der Kante begrenzt, so kann sich die
Strahlungsquelle an der Kante abstiitzen. Dies wird durch
die Benetzungsfadhigkeit des Lots erreicht, das nicht {lber
die Kante flieBen kann. Somit kann sich die Strahlungs-
quelle dhnlich wie beim oben stehend angefihrten

Schichtrand an der Kante des Substrats abstitzen.

In weiterer Ausgestaltung kann der Schichtrand zwei Ab-
stitzfldchen oder die Kante zwei Abstltzbereiche aufwei-
sen. Diese kdnnen dann derart angeordnet sein, dass damit
eine Zentrierung der Strahlungsquelle bei der Herstellung
der Lotverbindung erméglicht i1ist. Die Strahlungsqguelle
kann dann in ihrer Verschiebeebene, die sich parallel zum
Substrat erstrecken kann, definiert in beiden Raumrich-
tungen positioniert werden. Vorzugsweise 1ist dann die
Verschiebung der Strahlungsquelle so groBb, dass diese den
Schichtrand oder die Umrandung der lackfreien Zone oder

die Kante erreicht und erst von der hier vorhandenen Bar-
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riere, namlich der Schicht oder der Kante, gestoppt wird.
Dadurch kann die Positioniergenauigkeit auf nahezu die

einfache Lacktoleranz verbessert werden.

Im nicht verldteten Zustand ist die Strahlungsquelle vor-
zugsweise frei, d.h. in alle Richtungen etwa parallel zum

Substrat, auf der Montagefldche bewegbar.

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist der zumindest
eine Auslaufraum vorrichtungstechnisch einfach in der
Schicht ausgebildet. Denkbar ware auch, dass der Auslauf-
raum im Substrat oder an einer anderen Stelle der Leiter-
platte vorgesehen ist. Beispielsweise ware auch denkbar,
dass die Auslaufdffnung auch durch eine Aussparung oder
Bohrung oder Durchgangsbohrung durch die Leiterplatte ge-
bildet ist, wobei dann der Auslaufraum auf einer von der
Strahlungsguelle wegweisenden Seite der Leiterplatte vor-

gesehen sein kann.

Ist das Substrat von der Kante begrenzt, so kann vorgese-
hen sein, dass der Auslaufraum einen Teil des Substrats
bildet und somit durch eine Oberfldche eines Substratab-
schnitts begrenzt und gebildet sein kann. Der Substratab-
schnitt kann mit einem die Montagefldche aufweisenden
Substratabschnitt i1Uber eine geometrische Engstelle des
Substrats verbunden sein. Diese Engstelle kann dann die
Auslaufoffnung zwischen der Montagefldche und dem Aus-

laufraum bilden.

Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass die Auslaufoff-
nung vorrichtungstechnisch einfach in den Schichtrand
eingebracht ist. Hierdurch kann diese einfach ausgebildet

und ausgestaltet werden.
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Vorzugsweise sind zumindest zweil Auslaufdffnungen vorge-
sehen, die derart angeordnet sind, dass die Strahlungs-
gquelle 1in zwel Richtungen mit einer Verschiebekraft,
durch das in die Auslaufdéffnungen flieRenden Lots, beauf-
schlagt ist. Hierdurch kann die Strahlungsquelle in einen
Eckbereich der Schichtdéffnung oder Montageflache bei der
Herstellung der Lotverbindung bewegt werden. Somit kdnnen
die Auslaufzonen so angeordnet sein, dass die Strahlungs-
quelle in zwei Richtungen bewegt werden kann und letzt-
lich in einer Ecke der lackfreien Zone oder Montageflache
zum Stillstand kommen kann. Auf diese Weise wird eine

bestmdgliche Positioniergenauigkeit erreicht.

Bei einer bevorzugten Ausfihrungsform sind eine Mehrzahl
von Auslaufdoffnungen vorgesehen, die Jeweils mit der
Schichtoffnung oder Montagefldche verbunden sind. Diese
sind dann vorzugsweise asymmetrisch in Umfangsrichtung
der Schichtéffnung oder Montagefldche verteilt und/oder
weisen einen unterschiedlichen Offnungsquerschnitt auf.
Hierdurch kann tiber eine Jjeweilige Auslaufdéffnung eine
Verschiebekraft definiert ausgebildet werden, die dann
auf die Strahlungsquelle wirkt. Somit ist eine definierte
Positionierbewegung der Strahlungsquelle ermdglicht. Wir-
de dagegen eine symmetrische Anordnung der Auslaufdoffnun-
gen an den Seiten der Schichtdoffnung oder Montageflache
vorgesehen sein, die Jjeweils gleich groB sind, kdnnte
dies dazu fihren, dass die Hauptrichtung des flieRenden
Lots erratisch ist, sodass die Strahlungsquelle in unter-
schiedliche Richtungen bewegt wird, was zu einer undefi-
nierten Positionierung der Strahlungsquelle filhren konn-
te. Die Strahlungsquelle wilirde dann nicht zu einer ge-

wiinschten Position bewegt werden, sondern sich undefi-
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niert lateral verschieben und/oder verdrehen. Durch die
asymmetrische Anordnung der Auslauféffnungen wird dies

vorteilhafterweise vermieden.

Bei der weiteren bevorzugten Ausflihrungsform kdnnen eine
Mehrzahl von Auslaufrdaumen vorgesehen sein, die lUber eine
jeweilige Auslaufdffnung mit der Schichtéffnung oder Mon-
tageflache wverbunden sind. Die Auslaufdffnungen kodnnen
dann asymmetrisch in Umfangsrichtung der Schichtdffnung
oder Montageflidche verteilt sein und/oder eine unter-—
schiedliche GroBe aufweisen, um die FlieBeigenschaften in
FlieRrichtung des Lots definiert einzustellen, um eben
dann die Strahlungsquelle entsprechend definiert ver-

schieben und positionieren zu konnen.

Die Schichtdffnung oder Montageflache oder das Substrat
hat beispielsweise einen, insbesondere etwa, rechteckei-
gen oder n-eckigen Querschnitt. Hierdurch kann/kdnnen auf
einfache Weise beispielsweise eine Abstiitzfldche oder
zwel Abstitzfldchen oder ein Abstiltzbereich oder zwei Ab-
stitzbereiche gebildet werden. Vorzugsweise sind dann
zwel benachbarte zueinander angewinkelte Randabschnitte
des Schichtrands oder der Kante als Abstitzfl&chen oder
Abstiitzbereiche ausgebildet, was zu einer einfachen Zent-
rierung der Strahlungsquelle fihrt. Denkbar ist auch, ei-
nen anderen Querschnitt, wie beispielsweise einen runden
Querschnitt, vorzusehen, da auch hier eine definierte Po-

sitionierung méglich wire.

Vorzugsweise hat die Strahlungsguelle ein Gehause mit ei-
nem, insbesondere etwa, rechteckigen Querschnitt. Dies
fihrt zu einer einfacheren Zentrierung der Strahlungs-—

quelle. Selbstverstandlich ist auch eine andere Form, wie
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beispielsweise eine runde Form, denkbar und fir eine de-

finierte Positionierung geeignet.

Mit Vorteil ist eine, insbesondere eine einzige, Auslauf-
O0ffnung im Eckbereich der eckigen, insbesondere vierecki-
gen, Schichtdffnung oder Montagefldche vorgesehen. Somit
kann auf einfache Weise ein asymmetrischer Lotfluss ge-
schaffen werden, der zu einer definierten Positionierung
der Strahlungsquelle fihrt. Vorzugsweise sind die zum
Eckbereich benachbarten Randabschnitte des Schichtrands
oder der Kante dann als Abstitzflachen oder Abstitzberei-
che vorgesehen. Somit kann die Strahlungsquelle dann
durch FlieBen des Lots in den Eckbereich bewegt werden
und sich definiert am Schichtrand oder der Kante abstit-
zen. Alternativ ist denkbar, die, insbesondere einzige,
Auslaufoffnung in einen Randabschnitt der eckigen, insbe-
sondere viereckigen Schichtdéffnung oder Montageflache
vorzusehen. Die definierte Positionierung kann dann an
dem Randabschnitt oder an, insbesondere zwei, anderen
Randabschnitten erfolgen. Die Strahlungsquelle 1ist dann

zumindest bezliglich einer Richtung genau positioniert.

In einer weiteren bevorzugten Ausfihrungsform, sind, ins-
besondere genau oder zumindest, zweil Auslaufdffnungen
vorgesehen, die jeweils in einen jeweiligen Randabschnitt
des Schichtrands der eckigen, insbesondere viereckigen,
Schichtoffnung eingebracht sind oder die sich Jjeweils von
einem Jeweiligen Randabschnitt der Kante des eckigen,
insbesondere viereckigen, Substrats erstrecken. Die Rand-
abschnitte sind hierbei vorzugsweise benachbart. Die je-
welilige Auslaufdffnung ist vorzugsweise mit einem jeweil-
ligen Auslaufraum verbunden. Die Strahlungsquelle kann

dann in zwei Richtungen durch ein FlieRen des Lots Uber
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die beiden Auslaufdffnungen mit einer Verschiebekraft be-
aufschlagt werden und vorzugswelise in den Eckbereich zwi-
schen den beiden Randabschnitten bewegt und positioniert
werden. Die Auslaufdffnungen sind beispielsweise mittig
der Randabschnitte oder versetzt zur Mitte ausgebildet.
Sind die Auslaufdoffnungen aubermittig angeordnet, so sind
sie vorzugsweise aneinander angenahert bzw. hin zum Eck-
bereich angeordnet. Denkbar ist auch, dass zwei oder zu-
mindest zwei Auslaufdffnungen bei einem von der eckigen
Form abweichenden Form der Schichtdoffnung oder der Kante

vorgesehen sind.

In einer weiteren bevorzugten Ausfihrungsform der Erfin-
dung kénnen drei oder vier Randabschnitte des
Schichtrands der eckigen, insbesondere viereckigen,
Schichtoffnungen oder der Kante des eckigen, insbesondere
viereckigen, Substrats Jjeweils eine Auslaufdéffnung auf-
welisen. Die jewellige Auslaufdffnung ist vorzugsweise mit
einem jeweiligen Auslaufraum verbunden. Zwei benachbarte
Auslaufoffnungen weisen hierbei vorzugsweise einen groBe-
ren Querschnitt als die weitere oder die Jjeweiligen wei-
teren Auslaufdffnungen auf. Durch den grdlReren Quer-
schnitt ist eine erhdhte FlieRgeschwindigkeit des Lots
und eine erhdhte Durchflussmenge des Lots erreicht, womit
die auf die Strahlungsquelle wirkenden Verschiebekrafte
zur Positionierung der Strahlungsquelle erhdoht sind. Die
durch die kleineren Auslaufdffnungen oder durch die klei-
nere Auslaufoffnung entstehenden Kraft oder Krafte kdnnen
fir die Stabilisierung der Strahlungsquelle eingesetzt
werden, um beispielsweise ein Verkanten der Strahlungs-
gquelle zu verhindern. Aulerdem kann durch die zusatzli-

chen Auslaufdéffnungen eine grohRere Lotmenge abflieben,
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wodurch insgesamt eine Lotdicke wvorteilhafterweise bei
Bedarf verringert werden kann. Zwei benachbarte Auslauf-
raume welsen bei dieser Ausfihrungsform vorzugsweise ei-
nen groReren Querschnitt als der weitere Auslaufraum oder
die jeweiligen weiteren Auslaufraume auf. Somit kann mehr
Lot 1in diese groReren Auslaufrdaume einstrdmen und die
Strahlungsguelle somit la&nger mit einer Verschiebekraft
in diese Richtung beaufschlagt werden, was letztendlich
zur gewiinschten Positionierung der Strahlungsquelle
fihrt. Da drei oder vier Auslaufraume vorgesehen sind,
kann dennoch eine groBe Menge an Lot abgefiihrt werden.
Denkbar ist auch, dass die Auslaufdffnungen bei einem von
der eckigen Form abweichenden Form der Schichtdffnung o-

der Kante vorgesehen sind.

Der Auslaufraum oder zumindest ein Auslaufraum oder zu-
mindest ein Teil der Auslaufrdume oder alle Auslaufridume,
zu dem oder zu denen die Strahlungsquelle definiert be-
wegt 1ist, kdnnen in einer Richtung weg von der Schicht-
6ffnung oder wvon der Montagefldche verbreitert sein.
Durch diese Aufweitung ist der Strdimungswiderstand nach
der Auslaufdffnung geringer als in der Auslaufdffnung.
Denkbar ist auch, dass sich der Auslaufraum oder die Aus-
laufrdume, zu dem oder zu denen die Strahlungsquelle de-
finiert bewegt ist, in einer Richtung weg von der
Schichtoffnung oder der Montageflache verjingen. Hier-—
durch kann eine platzsparende Ausgestaltung des Auslauf-

raums oder der Auslaufraume ausgebildet werden.

Vorzugsweise weilst das Lot fir die Lotverbindung eine
vergleichsweise geringe Viskositdt auf, was ein FlieRen

des Lots in den Auslaufraum oder die Auslaufrdume verbes-
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sert. Vorzugsweise hat hierbei das Lot viskositatsverrin-

gernde Zusatze, die diesem beigemischt werden kdnnen.

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen
sein, dass zumindest ein Teil der Oberflache, die vom Lot
benetzt ist oder iUber die das Lot flieBt, vergleichsweise
glatt ist. Jedoch kann eine FlieRgeschwindigkeit des Lots
erhdht werden, was flr die Verschiebung der Strahlungs-
gquelle wvorteilhaft 1st. Des Weiteren kann vorgesehen
sein, dass die Oberfldche, insbesondere das Substrat, die
vom Lot benetzt ist oder iUber die das Lot flieRt, zumin-
dest abschnittsweise mit einem Material beschichtet ist,
das zu einer Erhdhung der Benetzbarkeit fihrt. Insbeson-
dere kann vorgesehen sein, dass die Oberfldche in einem
Auslaufraum oder mehreren oder allen Auslaufriumen zumin-—

dest abschnittsweise mit dem Material beschichtet ist.

Das Substrat ist vorzugsweise aus Kupfer gebildet, was zu
einer hohen elektrischen Ieitfahigkeit fihrt. Auf das
Substrat zumindest auf Seiten der Strahlungsquelle kann
beispielsweise zusatzlich eine Schicht aufgebracht oder
eingebracht oder ausgebildet sein. Bei dieser handelt es
sich beispielsweise um eine zinnhaltige und/oder silber-
haltige und/oder goldhaltige Schicht und/oder um eine
ENEPIG-Schicht (Electroless Nickel Electroless Palladium

Immersion Gold-Schicht)

Die Strahlungsquelle ist beispielsweise mit einem Kontak-
tierungsfeld oder Kupferpad des Substrats verlotet. Die-
ses kann groRer oder gleich groB wie die Schichtdffnung
oder die Montagefldche sein. Die Schichtdffnung ist dabei
vorzugswelse vollstandig oberhalb des Kontaktierungsfelds

angeordnet oder umgreift das Kontaktierungsfeld. Dies
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fihrt zu einer sicheren Kontaktierung der Strahlungsquel-

le.

Vorzugsweise ist die Leuchtvorrichtung Teil eines Schein-
werfers. Dieser kann insbesondere fiir eine Effektbeleuch-
tung eingesetzt sein. In diesem Bereich sind hohe Effizi-
enzen erforderlich, weswegen ein Einsatz der erfindungs-
gemdRen Leuchtvorrichtung in diesem Bereich besonders be-

vorzugt ist.

Alternativ ist denkbar, den Scheinwerfer oder die Leucht-
vorrichtung fidr Entertainmentbeleuchtungen, Architain-
mentbeleuchtungen, Allgemeinbeleuchtungen, medizinische
und therapeutische Beleuchtungen, Beleuchtungen fir den
Gartenbau oder fiir Beleuchtungen in der Fahrzeugtechnik

einzusetzen.

Eine Licht emittierende Diode (LED) oder Leuchtdiode kann
in Form mindestens einer einzeln gehdusten LED oder in
Form mindestens eines LED-Chips, der eine oder mehrere
Leuchtdioden aufweist, vorliegen. Es k&nnen mehrere LED-
Chips auf einem gemeinsamen Substrat ("Submount") mon-
tiert sein und eine LED bilden oder einzeln oder gemein-—
sam beispielsweise auf einer Platine (z.B. FR4, Metall-
kernplatine, etc.) Dbefestigt sein ("CoB" = Chip on
Board). Die mindestens eine LED kann mit mindestens einer
eigenen und/oder gemeinsamen Optik zur Strahlfiihrung aus-
gerlistet sein, beispielsweise mit mindestens einer Fres-
nel-Linse oder einem Kollimator. Anstelle oder zus&tzlich
zu anorganischen LEDs, beispielsweise auf Basis von
AlInGaN oder InGaN oder AlInGaP, sind allgemein auch or-
ganische LEDs (OLEDs, z.B. Polymer-OLEDs) einsetzbar. Die

LED-Chips konnen direkt emittierend sein oder einen vor-
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gelagerten Leuchtstoff aufweisen. Alternativ kann die
lichtemittierende Komponente eine Laserdiode oder eine
Laserdiodenanordnung sein. Denkbar ist auch eine OLED-
Leuchtschicht oder mehrere OLED-Leuchtschichten oder ei-
nen OLED-Leuchtbereich vorzusehen. Die Emissionswellen-
lédngen der lichtemittierenden Komponenten kdnnen im ult-
ravioletten, sichtbaren oder infraroten Spektralbereich
liegen. Die lichtemittierenden Komponenten kodnnen zusatz-—
lich mit einem eigenen Konverter ausgestattet sein. Be-
vorzugt emittieren die LED-Chips weilBes Licht im genorm-
ten ECE-WeiRfeld der Automobilindustrie, beispielsweise
realisiert durch einen blauen Emitter und einen

gelb/griinen Konverter.

Der Begriff ,etwa“™ kann beispielweise bedeuten, dass eine
Abweichung in den fachiblichen Toleranzen oder von bis zu

5% vorhanden sein kann.

ErfindungsgemdB ist ein Verfahren zum Herstellen einer
Leuchtvorrichtung gemdl einem oder mehrerer der vorherge-
henden Aspekte vorgesehen, dass folgende Schritte aufwei-

sen kann:

— Anordnung der Strahlungsquelle auf dem Lot in der
Schichtdffnung oder auf der Montageflache des Sub-

strats,

— Erhitzen und Schmelzen des Lots und

— FlieBen des flissigen Lots lber die zumindest eine
Auslaufoffnung in dem zumindest einen Auslaufraum,
wobei die Strahlungsquelle mitbewegt und definiert

positioniert wird.
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Im festen Zustand ist das Lot vorzugsweise als Lotpaste

oder als Lotkissen oder als Lotdepot ausgebildet.

Zzum Schmelzen des Lots wird die Temperatur 1Uber die
Schmelztemperatur hochgefahren, die abhi&ngig vom verwen-—
deten Lot 1ist. Das Schmelzen des Lots erfolgt dann auf-
grund der vergleichsweise kleinen Abmessungen quasi homo-
gen im gesamten Lot, womit ein nahezu instantaner fest-

fliissig-Ubergang erreicht wird.

Das Schmelzen oder Aufschmelzen des Lots erfolgt mit ei-
nem Prozess, bei dem thermische Energie in das Lot ein-
bringbar ist. Insbesondere ist hierfiir ein Ofen vorgese-

hen.

Im Folgenden soll die Erfindung anhand von Ausfihrungs-—

beispielen ndher erlautert werden. Die Figuren zeigen:

Fig. 1 bis 3 jeweils in einer Draufsicht einen Ausschnitt
einer Leuchtvorrichtung gemal einem Jeweiligen

Ausfliihrungsbeispiel,

Fig. 4a und 4b jeweils in einer Draufsicht einen Aus-
schnitt einer Leuchtvorrichtung gemal einem weite-
ren Ausfihrungsbeispiel, wobei unterschiedliche
Verfahrensschritte eines erfindungsgenaben Verfah-
rens zum Herstellen der Leuchtvorrichtung ersicht-

lich sind,

Fig. 5 in einem perspektivischen Langsschnitt die Leucht-

vorrichtung aus Figur 1,

Fig. 6 in einer Draufsicht einen Ausschnitt einer Leucht-
vorrichtung gemal einem weiteren Ausfihrungsbei-

spiel und
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Fig. 7 in einem perspektivischen Langsschnitt die Leucht-

vorrichtung aus Fig. 6.

GemaB Figur 1 1ist eine Leuchtvorrichtung 1 dargestellt,
die Teill eines Scheinwerfers 2 ist. Diese hat eine Lei-
terplatte 4, von der gemdB Figur 1 ein Ausschnitt gezeigt
ist, mit einem Substrat 6, das eine Schicht der Leiter-
platte 4 bildet. Das Substrat 6 dient zur elektrischen
Kontaktierung einer Strahlungsquelle in Form einer Licht
emittierenden Diode (LED) 8. Die chipartige LED 8 ist
hierbei auf einer Montagefldche 7 des Substrats 6 mit dem
Substrat 6 verldtet. Auf dem Substrat 6 ist eine Schicht
in Form einer lackfdérmigen Isolationsschicht 10 aufge-
bracht. Diese hat eine Schichtdffnung 12, die einen gro-
Reren Querschnitt als die LED 8 hat, womit die LED 8 im
nicht wverldéteten Zustand in der Schichtdffnung 12 frei
beweglich ist. Die Schichtéffnung 12 fihrt zu einer Zu-
ganglichkeit zum Substrat 6, damit die LED 8 mit dem Sub-
strat 6 verldtet werden kann. Sowohl die LED 8 als auch
die Schichtdéffnung 12 weisen einen, insbesondere etwa,
rechteckfdrmigen Querschnitt auf. Die Schichtdffnung 12
hat somit einen wviereckigen Schichtrand 14. In einem Eck-
bereich 16 des Schichtrands 14 ist eine Auslaufdéffnung 18
eingebracht. Uber diese ist ein Auslaufraum 20, der in
der Isolationsschicht 10 ausgebildet ist, mit der

Schichtoffnung 12 verbunden.

Bei der Herstellung der Leuchtvorrichtung 1 wird die LED
8 auf einem festen Lot 21 angeordnet. Nach dem Schmelzen
des Lots flieRt dieses dann Uber die Auslaufdffnung 18 in
den Auslaufraum 20, womit eine FlieRrichtung 22 erreicht
wird. Durch das flieBende Lot 21 wird die LED 8 in einer

Bewegungsrichtung 24 bewegt, die etwa mit der FlieBrich-
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tung 22 Ubereinstimmt und in den Eckbereich weist. Die
LED 8 wird somit von dem Lot 21 in den Eckbereich 16 ge-
zogen. Eine Verschiebebewegung der LED 8 wird dann durch
den Schichtrand 14 begrenzt. Dieser Dbildet dabei zweil
sich von der Auslaufoffnung 18 weg erstreckende Abstitz-
flachen 26, 28 aus, an denen sich die quaderfdrmige LED 8
definiert abstitzt und zentriert wird. Die Abstitzung er-
folgt hierbei direkt oder tUber das Lot 21 zwischen den

Abstitzflachen 26, 28 und der LED 8.

Somit ist gemd@R Figur 1 eine lackfreie Zone in Form der
Schichtoffnung 12 geschaffen, die mit einem asymmetrisch
angeordneten lackfreien Auslaufraum 20 verbunden ist. So-
mit kann ein Lotfluss in eine bestimmte Vorzugsrichtung
erfolgen, und die LED 8 bis an die Rander der lackfreien

Zone bewegt werden.

GemdlR 2 sind im Unterschied zur Figur 1 zweil Auslaufridume
30, 32 vorgesehen. Diese sind jeweils iiber eine Auslauf-
O0ffnung 34, 36 mit der Schichtdoffnung 12 verbunden. Eine
jeweilige Auslaufdoffnung 34, 36 ist dabei in eine Jjewei-
lige Abstitzfldche 26, 28 der Schichtrands 14 einge-
bracht. Die Abstiutzfladchen 26, 28 sind hierbei, insbeson-

dere rechtwinklig zueinander, angewinkelt.

Bei der Herstellung der Leuchtvorrichtung 1 gem@&B Figur 2
flieBt Lot 21 in einen Jjeweiligen Auslaufraum 30 und 32.
Das Lot 21, das in den Auslaufraum 30 flieRt, hat eine
erste Bewegungsrichtung 38 und das Lot 21, das in den
zwelten Auslaufraum 32 flieBt, hat eine Bewegungsrichtung
40. Die Bewegungsrichtung 24 der LED 8 setzt sich dann
vektoriell aus diesen beiden Bewegungsrichtunten 38 und

40 zusammen, die etwa senkrecht zueinander angeordnet
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sind. Somit wird die LED 8 auch gemdl Figur 2 in einen
Eckbereich bewegt bis die LED 8 sich an den Abstitzfla-

chen 26 und 28 abstitzt.

Figur 3 zeigt die Leuchtvorrichtung 1, bei der im Unter-
schied zu den vorhergehenden Ausfihrungsformen vier Aus-—
laufraume 30, 32, 42 und 44 vorgesehen sind. Ein jeweili-
ger Auslaufraum 30, 32, 42 und 44 ist hierbei in eine je-
welilige Schichtseite des Schichtrands 14 eingebracht. Die
Ausgestaltung und Anordnung der Auslaufraume 30 und 32
mit ihren Auslaufdoffnungen 34, 36 entspricht hierbei den-
jenigen aus Figur 2. Der Auslaufraum 42 ist dagegen klei-
ner als die Auslaufraume 30 und 32 ausgebildet. Er liegt
hierbei dem Auslaufraum 30 gegeniiber. Seine Auslaufoff-
nung 46 ist ebenfalls kleiner als die Auslaufdffnungen
34, 36. Der Auslaufraum 44, der gegeniiberliegend vom Aus-
laufraum 32 angeordnet ist, ist noch kleiner als der be-
reits kleinere Auslaufraum 42. Des Weiteren 1ist seine
Auslaufoffnung 48 ebenfalls kleiner als die Auslaufoff-
nung 46. Durch die GréBe der Auslaufriaume 30, 32, 42 und
44 kann die maximale Lotmenge eingestellt werden, die da-
rin eingebracht werden kann. Durch die GroRe der Auslauf-
o0ffnungen 34, 36, 46 und 48 ist des Weiteren ein Lotmen-
genstrom einstellbar. Durch die grdReren Auslaufdffnungen
34 und 36 und die grdBeren Auslaufrdume 30 und 32 flieBt
somit mehr Lot 21 in kirzerer Zeit in die Auslaufraume 30
und 32 im Vergleich zu den Auslaufrdumen 42 und 44. Somit
wird die LED 8 in die Bewegungsrichtung 24 bewegt, obwohl
Krafte entgegenwirken, die durch FlieRen von Lot in die
Auslaufraume 42 und 44 ausgebildet werden. Diese Krafte
sind allerdings kleiner als die durch das FlieRen des

Lots 21 in die Auslaufraume 30 und 32 auf die LED 8 wir-
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kenden Krafte. Die kleineren Krafte dienen zur Stabili-
sierung der Bewegung der LED 8. Des Weiteren filhren die
zusatzlichen Auslaufraume 42 und 44 zu einem gleichmdfRi-
geren Abflielen des Lots aus der Schichtdffnung 14. Des
Weiteren kann durch die Vielzahl wvon Auslaufrdaumen 30,
32, 42 und 4 die Menge des weg flieRBenden Lots erhoht

werden.

GemdR Figur 4a ist die LED 8 in einem Zustand darge-
stellt, in dem die LED 8 in einem Pick & Place Prozess in
der Substratebene gegeniiber dem Schichtrand 14 um einen
unerwiinschten Winkel von etwa 15° verdreht abgesetzt wur-
de. In Figur 4b i1ist dann ein Zustand gezeigt, bei dem
Lot 21 in die Auslaufrdume 30 und 32 geflossen ist, womit
insgesamt die LED 8 in den Eckbereich bewegt ist und nach
automatischer Zentrierung Uber die =zielgerichtete Bewe-
gung gegen die beiden an die Auslaufrdaume 30 und 32 an-
grenzenden Abstitzfldchen sich an dem Schichtrand 14 ab-
stitzt. Hierdurch ist die LED 8 nun wie gewlunscht paral-
lel zu den den Abstitzfladchen ausgerichtet. Die LED 8
wurde somit um den oben erwd@hnten Winkel von etwa 15° ge-

dreht.

Figur 5 =zeigt vereinfacht in einem perspektivischen
Langsschnitt einen Ausschnitt der Leuchtvorrichtung 1 aus
Figur 1. Wie vorstehend erldutert ist auf der Leiterplat-
te 4 das Substrat 6 angeordnet. Auf diesem ist die
Schicht 10 mit der Schichtdffnung 12 vorgesehen. Uber die
Schichtoffnung 12 ist die LED 8 auf dem Substrat 6 mit
dem Lot 21 befestigt. In Figur 5 ist die Abstitzfldche 26
als eine zum Substrat 6 etwa senkrecht ausgebildete Fla-
che eingezeichnet. Es ist auch denkbar, dass die Abstitz-

flache kurvenartig ausgebildet ist, also beispielsweise
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als Flache, die sich ausgehend wvon dem Substrat 6 in ei-
ner Richtung weg von der LED 8 kurvenartig erstreckt. Zum
Positionieren stiitzt sich die LED 8 Uber das Lot 21 oder

direkt an der Abstitzflache 26 ab.

In Figur 6 ist eine weitere Leuchtvorrichtung 50 gezeigt.
Im Unterschied zu den oben stehend erlauterten Ausfih-
rungsformen 1st hierbei keine Lackschicht vorgesehen.
Stattdessen ist auf der Leiterplatte 4 ein Substrat 52
mit einer Kante 54 festgelegt. Das Substrat 52 ist hier-
bei inselartig ausgebildet, wobei dann die Kante 54 voll-
standig umlaufend ausgebildet ist. Das Substrat 52 hat
eine Montagefldche 56 auf der die LED 8 iUber ein Lot an-
geordnet ist, wobei die Montagefl&che 56 von der Kante 54
begrenzt ist. Von einem Eckbereich der viereckigen Monta-
geflache 56 aus erstreckt sich eine Auslaufdffnung 58,
die mit einem Auslaufraum 60 verbunden ist. Sowohl die
Auslaufoffnung, als auch der Auslaufraum 60 sind Teil des
Substrats 52 und von der Kante 54 umfasst. Die Auslauf-
O0ffnung 58 ist durch eine geometrische Verengung des Sub-
strats zwischen dem Bereich mit dem Auslaufraum 60 und
der Montagefldche 56 gebildet. Der Auslaufraum 60 ist
durch einen Oberflachenabschnitt des Substrats 52 ausge-
bildet. Bei der Herstellung flieRt dann das flissige Lot
in den Auslaufraum 60, womit die LED 8 entsprechend der
Figur 1 in den Eckbereich der Montagefldche 56 bewegt
wird, bis sich die LED 8 an der Kante 54 {ber das Lot ab-
stitzt und nicht mehr weiter bewegt wird. Alternativ kann
das Substrat mit einem Auslaufraum oder mehreren Auslauf-
raumen und einer Auslauféffnung oder mehreren Auslaufdff-
nungen geometrisch entsprechend wie in den Figuren 2 und

3 gezeigt ausgebildet sein.
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Figur 7 zeigt im perspektivischen La&ngsschnitt einen Aus-
schnitt der Leuchtvorrichtung 50 aus Figur 6. Hierbei
sind die Leiterplatte 4, das Substrat 52 und die LED 8
erkennbar, die ilber das Lot 21 auf dem Substrat 52 ange-
ordnet ist. Das Lot 21 kann hierbei nicht Uber die Kante
54 flieRen, weswegen sich die LED 8 an der Kante 54 iiber
das Lot 21 abstiitzen und eine definierte Position einneh-

men kann.

Offenbart ist eine Leuchtvorrichtung mit einer Leiter-
platte. Diese hat einen oder mehrere leitfdhige Abschnit-
te. Auf einem leitfa@higen Abschnitt ist eine Licht emit-
tierende Diode (LED) Uber eine Lotverbindung elektrisch
kontaktiert und befestigt. Des Weiteren weist die Leiter-
platte eine lackfdrmige Isolationsschicht auf und/oder
der leitfa@hige Abschnitt hat eine Kante. Der Befesti-
gungsbereich der LED ist iber eine Auslauféffnung mit ei-
nem Auslaufraum verbunden, damit bei der Herstellung ge-
schmolzenes Lot definiert abflieRen kann. Die Anordnung
und/oder Ausgestaltung der Auslaufdffnung erfolgt hierbei
derart, dass eine bevorzugte Bewegungsrichtung der LED

ausgebildet wird, um diese definiert zu positionieren.
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ANSPRUCHE

Leuchtvorrichtung mit einer Leiterplatte (4), die ein
elektrisch leitfadhiges Substrat (6; 52) aufweist, das
eine Montagefldche (7; 56) hat, auf der zumindest ei-
ne Strahlungsquelle (8) iUber eine zwischen der Strah-
lungsquelle (8) und der Montagefl&che (7; 56) vorge-
sehene LoOtverbindung befestigt ist, wobei die Monta-
gefldche (7; 56) zumindest abschnittsweise durch eine
auf dem Substrat (6; 52) angeordnete Schicht (10)
und/oder durch eine Kante (54) des Substrats (6; 52)
begrenzt 1ist, wobei zumindest ein Auslaufraum (20;
30, 32; 42, 44) fir ein flissiges Lot (21) ausgebil-
det 1ist, das bei der Herstellung der Lotverbindung
vorgesehen ist, wobei der zumindest eine Auslaufraum
(20, 30, 32; 42, 44; 60) mit der Montagefldche (7;
56) 1Uber zumindest eine Auslaufoffnung (18; 34, 36;
46, 48; 58) verbunden ist, wobei die zumindest eine
Auslaufoffnung (20; 30, 32; 42, 44; 58) und/oder der
zumindest eine Auslaufraum (20; 30, 32; 42, 44; 60)
derart angeordnet und/oder ausgestaltet ist/sind,
dass bei der Herstellung der LOtverbindung eine defi-
nierte Positionierung der Strahlungsquelle (8) bezig-
lich der Schicht (10) und/oder beziiglich der Kante
(54) durch das FlieBen des flissigen Lots (21) durch
die zumindest eine Auslaufoffnung ((20; 30, 32; 42,
44; 58) in den zumindest einen Auslaufraum (20; 30,

32; 42, 44,; 60) erfolgt.

Leuchtvorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Auslauf-

raum (20; 30, 32; 42, 44; 60) und/oder die Auslauf-



WO 2018/219622 PCT/EP2018/062234

10

15

20

25

_26_
offnung (20; 30, 32; 42, 44; 58) von dem Substrat (6;
52) begrenzt ist.

Leuchtvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
Schicht (10) =zumindest eine Schichtdoffnung (12) fir
die zumindest eine Strahlungsquelle (8) hat, ilUber die
die Strahlungsguelle (8) auf dem Substrat (6) ange-

ordnet ist.

Leuchtvorrichtung nach Anspruch 3, wobei die Schicht
(10) einen Schichtrand (14) aufweist, der die
Schichtoffnung (12) begrenzt und der eine Abstitzfla-
che (26, 28) fir die Strahlungsquelle (8) bildet, um

diese zu positionieren.

Leuchtvorrichtung nach Anspruch 4, wobei der
Schichtrand (14) zwei Abstitzflachen (26, 28) zur
Zentrierung der Strahlungsquelle (8) bei der Herstel-

lung der Lotverbindung aufweist.

Leuchtvorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriche, wobei der zumindest eine Auslaufraum (20;

30, 32; 42, 44) in der Schicht (10) ausgebildet ist.

Leuchtvorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriche, wobei die zumindest eine Auslaufdéoffnung (20;
30, 32; 42, 44) in dem Schichtrand (14) oder einen

Schichtrand (14) eingebracht ist.

Leuchtvorrichtung nach einem der vorhergehenden An-

spriche, wobei zumindest zwei Auslaufdéoffnungen (34,
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36) vorgesehen sind, die derart angeordnet sind, dass
die Strahlungsquelle (8) in zweil Richtungen mit einer
Verschiebekraft beaufschlagt ist und hierdurch in ei-
nen Eckbereich der Montagefladche (7; 56) bei der Her-

stellung der Lotverbindung bewegt ist.

Leuchtvorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriche, wobei eine Mehrzahl von Auslaufdffnungen
(34, 36; 46, 48) vorgesehen sind, die Jjeweils mit der
Montagefldche (7; 56) verbunden sind, wobei diese
asymmetrisch in Umfangsrichtung der Montagefldche (7;
56) verteilt sind und/oder wobei diese einen unter-

schiedlichen Offnungsquerschnitt haben.

Leuchtvorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, wobei eine Mehrzahl von Auslaufrdumen (30,
32; 42, 44) vorgesehen 1ist, die ilUber eine Jjeweilige
Auslaufoffnung (34, 36; 46, 48) mit der Montageflache
(7; 56) wverbunden sind, wobei die Auslaufraume (30,
32; 42, 44) asymmetrisch in Umfangsrichtung der Mon-
tageflache (7; 56) verteilt sind und/oder eine unter-—

schiedliche GroBe aufweisen.

Leuchtvorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriche, wobei die Montageflache (7; 56) einen ecki-
gen Querschnitt hat und/oder wobei die Strahlungs-
quelle (8) ein Gehduse mit einem eckigen Querschnitt

hat.
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Leuchtvorrichtung nach Anspruch 11, wobei die Aus-—
laufoffnung (18; 58) im Eckbereich der eckigen Monta-

gefldche (7; 56) vorgesehen ist.

Leuchtvorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, wobei
zwel Auslaufoffnungen (34, 36) vorgesehen sind, die
jeweils in einen Jjeweiligen Randabschnitt der eckigen
Montagefldche (7; 56) eingebracht sind, wobei die

Randabschnitte benachbart sind.

Scheinwerfer mit einer Leuchtvorrichtung gemdB einem

der vorhergehenden Anspriiche.

Verfahren zum Herstellen einer Leuchtvorrichtung ge-

mapk einem der Anspriche 1 bis 13, mit den Schritten:

- Anordnung der Strahlungsquelle (8) auf das feste
oder nicht fliissige Lot (21) auf der Montagefl&che
(7; 56),

— Erhitzen und Schmelzen des Lots (21), wodurch eine
schwimmende Anordnung der Strahlungsquelle (8) er-

reicht wird,

— FlieRen des flissigen Lots (21) {iber die zumindest
eine Auslaufdéffnung (18; 34, 36; 46, 48; 58) in
den zumindest einen Auslaufraum (18; 34, 36; 46,
48; 60), wobeil die Strahlungsquelle (8) mitbewegt

und definiert positioniert wird.
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